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BEsta invencidn se refiere a un método para la fabri-
cacidén de un material polidster resistente sl intemperie y
mds particularmente al método para combinar intimamente‘un ma~
terial polidster con un absorbente de la luz de manera que se
altere la estructura del material poliéster por lo que se forma
un materisl poliéster resistente & la luz y & la intemperie, ¥y

mds particularmente un mesterial resistente a la luz ultravio-

Los materiales polidster se forman como producto de
reaccidn de decidos polibdsicos y aleoholes polihidricos. Un
ejemplo particular de un poliéster es el producto de reacecidn
de un deido tereftdlico y etilenglicol formando asi un mate-
rial sintético de tereftalato de polietileno. Los materiales
poliéster sintéticos formados por medio de dicho proceso son
conocidos, de manera general, como Dacron, es decir, material

textil, o Mylar, es decir, una pelicule de material poliéster.

Si bien estos materiales sintéticos presenten pro-
piedades de alte resistencia a la traccidn, & la meyor parte
de productos quimicos y al calor, el material poliéster no pue-

de utilizerse cuando el producto formado a partir del mismo

4esté expuesto a la intemperie y particularmente a la luz del

sol. La intemperie y particularmente la luz del sol, en donde
hay presentes rayos ultravioleta, deteriorardn y fragilizardn
el material poliédster dentro de wn perfodo relativamente cor-

‘o de aproximadamente un afio o menos. Ia luz ultravioleta
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reacciona quimicamente con el material polidste® rompien~

do la cadena del polimero y causando la deterioracidn del
producto formado a par%ir del mismo, Para solucionar este
problema los fabricantes recubren a veces el material polids-
ter con un adhesivo y cuelan una cagpa de absorbentes de

luz ultravioleta de modo que la superficie de la pelicula

se haga resistente a la luz ultraviclefB. = = = = = «w « w = «

Los métodos de la iécnica anterior han demostrado
ser insatisfactorios dado que las grietas de la superfi-
cie del recubrimiento y las aberturas y perforaciones que
sé extienden a través del mismo forman zonas en las cuales
la luz ultravioleta causa deterioracidn de la cadena del
polimero y hace inutilizable el producto. Ademds, el méto-
do de proteccidén por recubrimiento puede ser utilizedo so-
lamente para recubrir peliculas de polidster de espesor
mayor de 5 milésimas de pulgade (aproximadamente, 0,125 mm)
dado que el proceso empleado para recubrir la pelicula no
es conveniente o posible comercialmente para peliculas de

menos de 5 milésimas de pulgeds (aproximadamente, 0,125 mm).

Otra desventaja de este método es que se requiere
un adhesivo y que el adhesivo es generalmente sensible a la
lﬁz ultravioleta y aunque se utilice un absorbente de luz
ultravioleta para recubrir el adhesivo, la luz ultravioleta
tiende a penetrar en el recubrimiento absorbente y deterio=-
ra el recubrimiento del adhesivo por lo que causa una sepa-

racién del recubrimiento respecto al material polidster. - -

BEs un propdsito de la presente invencién propor-

clonar un método de fabricacidn de un material polidster me-
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Jorado resistente a la luz y a la intemperie, que no see

afectado de forma substancial por la radiacidn de luz ultra=-

7ioletQe = = @ = - - - - - - - I T e

Otro propésito de la invencidén es proporcionar un
material polidster resistente a la intemperie que es de fa-
bricacidn econdmica y para el cual no necesita alterarse la

maquineria existente para produciyr tzl material. - -—— -

Ia invencidn prevé el proporcionar un método para
la fabricacidn de material poliéster resistente a la intem-
perie y a la deterioracidn por la luz del sol combinendo in-
timamente el material polidster con wun absorbente de la luz
y un soporte, calentando de forma que se haga reaccionar el
material poliéster con el absorbente. El soporte es de un ti- ;
po tal que, al tiempo que ayude & combinar Intimamente el ab- |
sorbente con el poliéster, no deja que las propieéédes delu
poliédster queden alteradas después del tratamiento. El mate-
rial poliéster tal como se considera equi puede ser cualquie- -
re de los materisles textiles de polidsteres sintéticos en
forma de filamentos, hilos, mechas, mgterial textil tejido

o tricotado, o en forma de peliculas. = = = = w = = = = -——

Se ha hallado inesperadamente que empleando un so-
porte y un absorbente resistente a la luz y formando wn bafo
con los mismos, calentando el balio y 1uégo haclendo pasar el
material poliéster a través del mismo, el soporte hard que
el absorbente resistente a la luz penetre en el material po-
lidster y se combine Intimamente con 1 de modo que forme un
material polidster que a la vez es resistente a le intempe-
rie y & la luz. Después de ello, el soporte se elimina del

materizl por simple sometimiento del material a una Opera-
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cién convencional de calentamiento. El punto de ebullicidn
del soporte deberd ser menor que el punto de fusidén del me-
teriel polidster de modo que no se altere la forma o la es-

tructurs el MiSMOe = ~ — = = = = = = = = = = = = - - - -

Se supone que el absorbente de la luz, cuando se
aplice al materisl poliédster con un soporie segin la presen—
te invencidn, altera la estructura del material poliéster
de modo que forme un material polidster resistente a la in-
temperie y a la luz. Si bien el solicitante no desea estar
limitado por la teoria, se supome que esta alteracidn esiruc-
tural es debide a una interaccidén quimica entre el meterial
polidster y el absorbente de la luz. Ademds, el soporte no
toma tempoco parte en la alteracidn del poliéster como se
demuestra por su eliminacidn durante el tratamiento o por el
hecho de que el material poliéster presenta atn sus otras ce-
racteristicas fisicas ademds de sus propiedades de resisten~-

ciaalaluz. —————————————————— o am ew wm em

El materisl poliéster que se ha tratado con un ab-
sorbente de la luz no es afectado substancialmente por la ra=-

digeidn de luz ultravioleta. Incluso cuando el material po=-

' lidster ha sido arrugado o perforado con orificios, el mate-

rial polidster no presente ninguna deterioracidn, fragilize-
cién o degradacidn debidas a la larga exposicidn a la radia-
cién de luz ultravioleta. El absorbente de la luz estd pre-
sente homogéneamente en el material poliéster, de modo que
toda la cadena del polimero del materisl poliéster es resis-

tente al ataque con luz ultravioleta, = = = = = « = = - — - =

El soporte utilizado deberd ser en forma de un 1f-

quido y no deberd vaporizarse durante la aplicacidn del ab-
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sorbente resistente a la luz al material polidster. Se ha 5j
hallado gque como soportes pueden emplearse alcoholes polihi- i
dricos y que son totalmente satisfactorios para ser utiliza-
dos segin la invencidn. Los alcoholes polihfidricos utiliza=-

5 dos deberdn ser sustancialmente anhidros de modo que se men~
tenga el alto punto de ebullicidn deseado en el bafio forme~
do c¢on el absorbents resistente a la lug para que la evapo=-
racidn del bafio se reduzca & un minimo. Son ejemplos de al-
coholes polihfdricos utilizados segin la invencidn los gli-

10. coles, los glicoléteres o los poliglicoles. Son glicoles
adecuados, por ejemplo, el etilenglicol, el dietilenglicol,
el propilenglicol, ei dipropilenglicol, el bgtilengliool NG '
el glicerol. Aunque todos los materiales de soporte mencione-
dos anteriormente son adecuados, se ha hallado que el etilen- ?;

5. glicol es un soporte preferido cuando se aplica un gbsorben- 7
te de la luz a uwna pelicule de polidster, tal como Mylar, ¥y
que se prefiere el dietilenglicol cuando se aplica un absor-

bente de la luz a materiales textiles de poliédster. = = = - =

Puede utilizarse cualquier absorbente de la luz
20. gue reaccione con el material poliéfter ¥ que no see afecta~
| do de forma substancial por el soporté. Se conocen muchos de
tales absorbentes, por ejemplo la clase de las mono~orto-hi- =
droxi-benzofenonas ¢ la clase de los orto~hidroxi-~fenol-ben~-
zotriazoles. Un absorbente de la luz gque se he hallado que
25.i' - da excelentes resultados es el absorbente comercializado ba-
‘ jo la marca Uvinul, un producto de la General Aniline And
Film Corporation. Este absorbente de la luz es una benzofenonaf
substituida cesi pura, que contiene sdlo trazas de sales

inorgdnicas. Otros absorbentes de la luz que pueden emplear-
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se gon la fenilalfa metilestiril cetona, que es ven®ida ba-

jo la marce Dypnone, y el benzotriazol, que es vendido bajo

la marca Tinnoin. = = = = = = = =@ = = = = - - - - - - -

La cantidad de absorbente y de soporte empleados
en la formacidn del bafio para el tratamiento del material
poliéster puede variarse. Se ha hallado que pueden utiliza-
se en el bafio de 2 g a 25 g o mds de absorbente por litro.
No obstante, se prefiere la utilizacidn en el bafo de 16 g
a 18 g de absorbente por litro dado que esta cantidad es su~
ficiente para hacer que el tratamiento del material polids-
ter sea sustancialmente completo ¥y para hacerlo resistente
g la radiacidn ultravioleta cuando se emplea segin el méio-

do de la invencibne = = = = = = = = - - - - —--—— - - -

Se prefiere que el bafio de absorbente y soporte
sea calentado de forma que se facilite la resccién del ab-
sorbente con el material polidsier. Respecto a ésto, se ha
helledo que cuando el baiio se calienta a por Lo menos 250°F
(aproximadamente 121°C), el soporite y el absorbente penetra-
rén répidamehte en el material poliéster. Preferentemente,
la golucidn no debe calentarse por encima del punto de ebu-
1licién del soporte particular utilizado, de modo que se mi-

nimicen las pérdidas de soporte debidas a la evaporscidn. -

Se ba hallado que cuando el material poliéster se
celienta a una temperaturs superior a los 430°F (eproximada-
mente, 221°C), y después entra en contacto con la solucién
del bafio calentado, el material poliéster puede ser perjudi-
cado por la accidn solvente del soporte'contenido en la so-
lucidn del bafio. Por ejemplo,ecusndo el material polidster

se hace pasar o través de una solucidn de bafio a una tempe-
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rature por encima de 430°F (aproximadamente, 221°C), el ma-
terial polidster puede ser dafindo por el soporte contenido
en la solucidn del bafic. Sin embargo, cuando el material po-
liéster entra en contacto con la solucidn del bafio por me-
dio de un sistema de aplicacidn tal que la solucidn del ba=-
fio estd por encima de 430°F (sproximademente, 221°C) el ma-
terial polidster no serd perjudicade o dafiado dado que lé
masae de la solucidén de bafio caliente es tal que el material
polidster mismo no se elevard por encima de 430°F (aproxime-

demente, 221%9C)s = = = m e m e e e e - - - .= -

El tiempo requerido pars hacer reaccionar el mate~
rigl poliéster con el bafio que contiene el absorbente y el
soporte puede variar con relacidn a la temperatura, concen-
tracidn del befo, masa del material, es decir, espesor del
material o denier total, y la velocidad a la que se hace pa~
sar el material polidster a través del bafio. Se he hallado
que el material polidster necesita sdlo entrar en contacto
con el bafio durante un periodo de 2-30 segundos y general=-
mente de 2 & 3 segundos son suficientes para tratar el mate-

rial poliéster de forma que se le haga resistente a la luz

ULEPavioledt, = = = = o - - e e e . e e - - - - .

Después de que el uaterial se ha tratado asi y se
ha hecho reesccionar con el absorbente, el soporte se elimi-
na sometiendo el material polidster tratado a una temperatu=
ra por encims del punto_de vaporizaciéﬁ instantdnea (flash
point) del soporte pero por debajo del punto de fusidn y del
punto de deterioracidn del material poliéster. Si bien los
puntos de ebullicidn de algunos de los materiales de soporte

pueden estar por encima de 430°F (aproximadamente, 221°¢C),



341867

sus puntos de vaporizacidn instanténea estdn substancial-
mente por debajo de 430°F (aproximademente, 221°C) +tal co-

mo se indice en la siguiente tabla:

Punto de ebullicién Punto de vaporiza-
cion instantanea

Etilenglicol B/69F (197°C)  210°F  ( 99°C)
5, Dietilenglicol 474°F  (246°C) 290°F (143°€)

Propilenglicol 370°F (188°C) 210°F ( 99°)

Glicerol 554°F (290°C) 35007 (177°¢)

Generalmente, el soporte se elimina haciendo pa-

10. sar una corriente de aire por encime de elementos calenta-

dos tales como resistencias eléctricas de calentamiento en

las que el aire puede alcanzar una temperatura por encima

de 430°F (aproximesdemente, 221°C); sin embargo, debido a la

velocidad a la que el material poliéster se hace pasar a
15, través de la zona de calentamiento, el material polidster no
alcanzard una temperatura por encime de 430°F (aproximada-
mente, 221°C) por lo que se evita el dafio al mismo. No obs-
tante, el material polidster se calienta para eliminar subs—
tancialmente cualquier material de soporte que permanezce en
20;: : el material poliéster despuds de la aplicacidn del material
''''' absorbente al material polidster. En la prictica, se ha ha~
1llado que la temperatura de la zona de calentamiento puede
P mentenerse entre aproximadamente 350°-450°F (aproximadamen~

te, 177°-232°C) sin causar ningin dafio al meterial polids-

-----

Los ejemplos siguientes son ilustrativos de la fa-
bricacidn de materisl poliéster resistente a la intemperie,

seglin la presente invencidn: = = = = = = = & ;e - o - - o o o
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pelicula vendida bajo la maerca Mylar, que tiene un espesor
de aeproximadamente 5 milésimas de pulgada (aproximedamente,
0,125 mm) se hace pasar a través de un baﬁ6 que contieng e~
tilenglicol como soporte y Uvinul D-49 como absorbente de

la luz, en el cual el Uvinul estd presente en la cantidad

de 2-25 g por litro de la solucidn del bafio. La temperatura
del bafio se mantiens entre 325°F y 350°F (aproximademente,
entre 163°C y 177°C). Ia pelicula se hace pasar continuamen~
te a través del bafio & una velocidad tal que las superficies
de la pelicula entren en contacto con el bafio durante un pe-
riodo de no mds de 10 segundos. Después de gue le pelicula

ha pasado a través de la solucidn del bafio, se enjuaga en

un bafio de ague a temperature embiente de modo que se elimi- °

ne el exceso de solucién del bafio de materiales absorbente
vy de soporte adherido e las superficies de la pelicula. Des~
puds de ello la pelicula se hace pasar a través de una zona
de calentamiento mentenida a una temperatura de 400°F-450°F
(aproximademente, 204-2320C) para evaporar sustancialmente
todo el soporte retenido en la pelicula. Despuds de ello,

la pelicula se arrolla en un rodillo bobinador y estd lista

para su inmediato uso o para expedicidn, almacenaje y wtili-~ ;

zacidn vlteriore = = = = = w = = - ~ . et - .. - - -

EJEMPIO 2

. Un material textil de polidster tejido tal como
el adecuado para utilizar como vela o toldo se hace pasar a
través de un bafio como en el ejemplo 1, excepto que el ma-
terial de soporte empleado es dietilenglicol. Despuds de

que el material textil ha pasado a través del bafio, el ma-
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terial se hace pasar a travds de la linea de pngkién 0 con-
tacto de un par de rodillos escurridores para eliminar el

exceso de solucidn del bafic de material absorbente y de so=
porte adherido sl extierior del material y después se trata

como en el ejemplo 1y = = = = o - - - - e .- .

EJEMPIO 3
" Un material poliéster en forma de 250 cabos se
trata como en el ejemplo 2, excepto que el material absor-
bente es fenil alfs metilesteril cetona, que estd presente
en la cantidad de 15 em® por litro de solucidn de bafio., La
temperatura del bafio se mantiene entre 3500F ¥ 370°F (apro-
ximedamente, entre 177°C y 188°C). Los cabos se hacen pasar
& través del bafic de modo que sus superficies entreh en con-
tacto con el bafio durante un perfodo que no exceda de vein-

te segundos. Los cabos gse tratan luego como en el ejemplo 2.

Se obtienen resuliados similares empleando otros
absorbentes, teles como Uvinul M-40 y absorbentes de la cla=-
se de lag mono-orto-hidroxi-benzofenonas o absorbentes de
la clase de los orto~hidroxi-fenol-benzotriazoles cuando se

trata material poliéster segin los ejemplos de esta memoria.

El material tratado del ejemple 1 se compard con
una pelicula de poliéster no tratada de la misma bobina de
material, empleando procedimientos de ensayo normalizados,
para determinar las caracteristicas de resistencia a la in-
temperie. Una muestra de material tratado y una muestra de
meterial no tratedo se situaron en un aparato intemperidme-
tro (weatherometer) destinado & ensayar las caracteristicas
de resistencia a la intemperie de la pelicula, eg decir, a

determinar su resistencia a la deterioracidn por luz ulira-



violeta. En el aparato intemperidmetro, ambas muesiras se so-i‘
metieron a rediacidn intermitente de luz ultravioleta. EL ma-%
terial poliéster tratado se sometid a 2000 horas de radia- |
cidén de luz ultraviolets sin que sufriersa desintegracidn,de~ '
5 terioracidn, fragilizacidén o similar gparente. No obstante,
la pelicula no tratada se hizo frégil y se desintegrd des-
pués de 900 horas de exposicidn a la radiscidén de luz ultra- -
violeta. En otro ensayo, muestras. de pelicula como la indi-
cada anteriormente se situaron en un aparato Fade-Ometer en
10, el cusl ambas muestras de pelicula se sometieron & radiscién .
continua de luz ultravioleta. Despuds de 5000 horas la mues-
tra tratada no present signos de desintegracién, deteriore- ?k
cidn, fragilizacidn o similar. No obstente, despuds de sdélo
380-390 horas,'la pelicula no tratada se hizo quebradiza y

15. se desintegrde. = = = ~ = 0 - -t - f e m e - - - - - é

De lo anterior resulta evidente que el material
poliéster formado segin le presente invencidn se ha hecho
resistente a luz y a la intemperie. La pelicula Fformade en
el ejemplo 1 puede emplearse, por ejemplo, como recubrimien- _

20, to para invernaderos y escaparates en donde la luz ultravio- o
leta podria causar dafios a los articulos contenidos en los
mismos. El mgterial del ejemplo 2 puede utilizarse para ve-

- las, tiendas de caqggaﬁa, toldos o articulos similares en
los que el material poliéster esté sujeto a todo tipo de

25. variaciones de las cohdiciones de intemperie. El material
polidster del ejemplo 3 puede configurarse en cualquier mg-

terial textil deseado, por ejemplo prendas de vestir, al-

fombras 0 8imilareSe = = = = = = @ ;= - = - - .- --- -

El material polidster resistente a la luz y a la
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intemperie puede emplearse para muchos otros uscos; por ejem-
plo, puede leminarse pelicula poliéster resistente a la intem—
perie para seflales pintadas o exteriores pintados de aserona-
ves, en los que la pintura utilizada es sensible a la radia-
cién de la luz ultravioleta, de forma que se prolongue la vi-
de de servicio de la misma. Por ejemplo, un color de muestra
de International Orange, como se utiliza para marcaciones so-
bre aeroplanos, se descolorard después de 20 horas de exposi-
cién en un Fade-~Ometer. No obstante, en uhe muestra similar
en la que la superficie pintada se recubre con una pelicula
poliédster resistente a la intemperie de un espesor de 2 milé~
simas de pulgada (eproximadamente, 0,055 mm) sdlo tiene lu~
gar una ligera descoloracidn después de 120 horas de exposi-
cidn a la radiacidén de luz ultravioleta procedente del apa-
rato Fade-Ometer, Tambien, una muestras de Mylar no tratada,
junto con una muestra de Mylar tratada segin la presente in-
vencidn, teniendo ambas muestras un espesor de 1/2 mildsi-
mes de pulgada (aproximadamente, 0,0125 mm), se expusiercn

a la intemperie y, después de aproximadamente 7 meses, el
Mylar no tratado estaba completamente destruido por la dete-
rioracidn de la luz ultravioleta; sin embarko, despuds de .
dos aflos, el Mylar tratado no presenta todavia ningin signo

de deterioracidile ~ = = = = = m- - - - m ... - - - - -

Ta pelicula de poliéster resistente a la intempe-
rie puede laminarse con otro material pldstico en el gue el
materinl pldstico estd también sometido a deterioracidén por
rediacidn de luz ultravioleta y prolongar con ello la vida

de servicio del material pldsticOe = = = = ~ = = = = ~ = =~

Es evidente que pueden hacerse muchas modifica-
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clones y muchos productos segin la presente inﬁ%hci&n ¥y que

sin salir del espiritu y objeto de la invencidn tal como

se define en las reivindiceciones anexesS. = ~ = = = = = = =

Se declaran de novedad y propiedad para Espafia,

sus territorios y plazas de soberanfa, las siguientes: - - =

l.~ Método para mejorar la resistenciaz de los ma-

teriales poliéster al atague por luz ultravioleta, carac—

.puede formarse uns gran variedad de articulos con los mismos

terizado porque comprende sumergir el material poliéster en -

un bafio calentado que contiene un absorbente de la luz ul-
travioleta y un soporte que no altera las propiedades del
material polidster, de modo que el absorbente de la luz y
el soporte se combinen intimameﬁte con el material poliés~
ter, sacar luego del bafio el material polidéster pratado que
contiene el absorbente de luz ultravioleta y el soporte,

y lavar el material en agua para eliminar el absorbente de
luz y el soporte, en exceso, adheridos a las superficies
exteriores del material polidster tratado, sometiendo luego
el material polidster tratedo a una temperature de por lo
menos el punto de eveporacién instenténea del soporte de
modo que este ges eliminado del material polidéster, por lo
que el absorbente de luz ultravioleta permanece intimemente
combinado con el material polidster de forma que hace que

el material polidster sea resistente a la luz ultraviole-

2.~ liétodo segin la reivindicacidn 1, caracteri-

zado porque dicho soporte es alcohol polihfdrico. — = - =

Fows



3.~ Método segin la reivindicacidn 2, caracteriza-~
do porque dicho alcohol polihfdrico es un material elegido
del grupo compuesto por etilenglicol, propilenglicol, dipro=-
pilenglicol, butilenglicol, glicerina, glicolésteres y poli-

glicoless = = = = = = = = - e R

4.~ Yétodo segin la reivindicacidén 1, caracteriza-
do porque dicho absorbente de la luz ultravicleta es un ma-
terial elegido del grupo compuesto por la clase de las mono=-
~orto-hidroxi-benzofenonas, la clase de los orto-hidroxifew
nol-henzotriazoles, benzgotriazol y fenil-alfe-metilestiril-

“COtONEB: ™ = ™ = = o = - m - e e o e o o o e

5.~ Método segln la reivindicacidn 1, caracteriza-
do porgque la temperatura del bafio calentado es de por lo me-

nos 250°F (eproximadamente, 1219C). = = = = = = = 0 = = = = =

6.~ Método segin la reivindicacidn 1, caracterizado

porgue dicho material poliéster es en forma de una pelicula.

7.~ Método segin le reivindicacidn 1, caracteriza-
do porque dicho material poliéster es en forma de un mate-

rigl textil, = = m m o = e - - - -

8.- "METODO PARA IEJORAR LA RESISTENCIA DE 108
MATERIALES POLIESTER AL ATAQUE POR LUZ ULTRAVICLETA". -~ - -

Todo ello conforme se degcribe y reivindica en la
presente memoria que consta de quince hojas foliadas y me-

canografladas por una sola de sus caras,
BARCELONA, 31 MAYO 1967

P,A. M, CURELL SUKOL
. /

.




	Bibliographic data
	Description
	Claims



